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１．概要（Summary） 

当研究室では、低環境負荷および低エネルギー消費

にてセラミックス材料の創成が可能となる溶液プロセスの

開発とそれらのエネルギー/バイオ/エレクトロニクス応用へ

の展開を進めている。本年度はスピンスプレー法によるフ

ェライト膜のノイズ抑制体への応用、同プロセスにより作製

した酸化亜鉛膜中における透明導電性特性の評価、水

熱電気化学法にて形成した生体活性ナノ構造上への抗

菌性酸化亜鉛の形成、フッ素ドープ酸化スズ電極による

生体分子の電気化学検出に関する研究を行った。これら

様々な溶液プロセスで形成した試料の表面/断面構造を

走査型電子顕微鏡にて観察した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

走査型電子顕微鏡 

【実験方法】 

上記の SEM装置を用いて、スピンスプレー法で作製し

た積層型フェライト膜や透明導電性酸化亜鉛膜について

はそれぞれの膜表面ならびに断面構造、生体活性ナノ構

造上の酸化亜鉛ナノ粒子はその形状観察ならびに形成

密度評価、フッ素ドープ酸化スズ電極についてはその断

面粗さの評価に用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

スピンスプレー法によるフェライト膜は透磁率の虚数成

分が GHz 帯域で大きいことから、薄型の伝導ノイズ抑制

体としての応用が期待されている。今年度はその広帯域

化を目的として共鳴周波数が異なるフェライト二層膜を作

製した。Fig.1 にその断面 SEM 像を示すが綺麗に積層

化できていることが確認できる。同じスピンスプレー法によ

って硝酸亜鉛溶液とクエン酸三ナトリウムを含んだアンモ

ニア溶液を噴霧混合して透明導電性酸化亜鉛膜も作製し

た。その断面 SEM 像を Fig.2 に示す。1000nm/min と

高速堆積しているにも拘わらず、透明で且つ抵抗率が～

10-2  Ω･cm と導電性にも優れていた。 

Fig.3 には、水熱電気化学処理により生体活性ナノメッ

シュ層を形成した Ti 基金属ガラス基板をクエン酸を含む

硝酸亜鉛溶液中で 90oC 12時間水熱処理後に 190oC 1

時間熱処理した試料の表面 SEM 像を示す。タンポポ状

の酸化亜鉛が形成されていることがわかる。水熱時間が

長くなると、より長い針状から構成されていた。 

Fig.4 には市販のフッ素ドープ酸化スズ(FTO)電極を容共区析

出条件(7V 30min)で処理した表面SEM像を示す。ナノポーラス

構造が形成されていることが分かる。表面積を大きくできているこ

とからバイオセンサとしての使用時に感度の向上が期待できる。  

 

Fig.1 Cross-sectional SEM 
image of double-layered 
ferrite film. 

 

Fig.2 Cross-sectional SEM 
image of transparent 
conductive ZnO film. 

 

Fig.3  SEM image of 
dandelion like ZnO 
nanostructure on 
bioactive TNTZO layer. 

 

500 nm   

Fig.4  SEM image of 
porous FTO electrode 
surface modified by 
electrochemical treatment. 
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